2004

Study on Micro Long Drilling for Photonic or Semiconductor Component

NOGUCHI Kiyotaka* ~ NANBU Youhei* =~ NAGAKUBO Teruaki** SHIMIZU Takuya**

@0.2mm 4mm( 20)
NOXx
CO: @ 0.2mm 4mm
20
2004
( 85% )

*% me(


K.Kikuchi
埼玉県産業技術総合センター研究報告

http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/?ss03-12

2004

@0.2mm
mm( 20) (16 )
( ) mm( 10) (15 ) 9254
1 50
1 3 15
10) SUS304
MicroSense 3401HR-01
1.5 m
@0.2mm 2mm
(
5000min™
4mm/min
0.001p m
( )
ASV400

50000
min 10 20



2004

; ;.‘—/‘/\ —
00 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12

)
1

@0.2mm 2mm
(

5000min™

12mm/min

0.025pa m

( )
No.
170

No.

No. ()
14
@ - - - .- LS
10 ,’: R
s /i/-y——-‘”‘—"'
&
¢ L No.
4 —- No.
—— No.
: Ao No. ||
00 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
)
4mm( 20)
@0.2mm 4
mm
2mm
4mm(
20)
No.
4mm( 20)
@0.2mm



2004

10
(2002)33
mm( 10)
4mm( 20
4mm 20
( )
KU30GA
38,4,(2001)202
,42217(2
003)
50 2(2002)18
5(1998)36
43 6(1995)24
,1999 ,(1999)
272
s ,2,(2000)
45

,3,(2001)65

,1,1(2003)157

46



2004




